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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素と、隣り合う画素
どうしを隔離するブラックマトリックス及びセパレーションリブからなる仕切りパターン
とを含むカラーフィルタを製造する方法であって、
　前記仕切りパターンを形成する工程と、
　前記仕切りパターンにより囲まれた開口部にインクジェット法で水系インクを充填して
画素を形成する工程と、
を含み、
　前記仕切りパターンを形成する前の前記基板の表面には、薄膜状ブラックマトリックス
形成材料が形成されており、
　前記仕切りパターンを形成する工程は、
　基材及びその上に順次形成された光熱変換層、中間層、及び前記光熱変換層の作用によ
り加熱されて溶融し、前記基板にパターン状に転写される画像成分を含む転写層を備えた
ドナーシートの転写層を前記基板のブラックマトリックス側の表面に密着させ、
　レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記仕切りパターンの形状
になるように、前記ドナーシートの基材側からレーザー光を照射し、前記ドナーシートの
転写層の画像成分を前記中間層を介した加熱により溶融させて前記基板上にマトリックス
状セパレーションリブパターンを堆積させ、
　露出している前記薄膜状ブラックマトリックス形成材料を前記セパレーションリブパタ
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ーンをマスクとしてエッチングしてブラックマトリックスを形成することにより行われ、
　前記転写層は、０．０５重量％のフッ素系樹脂を含む、ことを特徴とするカラーフィル
タの製造方法。
【請求項２】
　透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素と、隣り合う画素
どうしを隔離するブラックマトリックス及びセパレーションリブからなる仕切りパターン
とを含むカラーフィルタを製造する方法であって、
　前記仕切りパターンを形成する工程と、
　前記仕切りパターンにより囲まれた開口部にインクジェット法で溶剤系インクを充填し
て画素を形成する工程と、
を含み、
　前記仕切りパターンを形成する前の前記基板の表面には、薄膜状ブラックマトリックス
形成材料が形成されており、
　前記仕切りパターンを形成する工程は、
　基材及びその上に順次形成された光熱変換層、中間層、及び前記光熱変換層の作用によ
り加熱されて溶融し、前記基板にパターン状に転写される画像成分を含む転写層を備えた
ドナーシートの転写層を前記基板のブラックマトリックス側の表面に密着させ、
　レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記仕切りパターンの形状
になるように、前記ドナーシートの基材側からレーザー光を照射し、前記ドナーシートの
転写層の画像成分を前記中間層を介した加熱により溶融させて前記基板上にマトリックス
状セパレーションリブパターンを堆積させ、
　露出している前記薄膜状ブラックマトリックス形成材料を前記セパレーションリブパタ
ーンをマスクとしてエッチングしてブラックマトリックスを形成することにより行われ、
　前記転写層は、７．６２重量％から１０．１６重量％の範囲でフッ素系樹脂を含む、こ
とを特徴とするカラーフィルタの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はレーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスに関し、さらに詳しく述べる
と、そのようなプロセスに使用されるドナーシート（いわゆる、画像付与シート）、そし
てこのドナーシートを使用して形成される光学要素、特にカラーフィルタ及び有機ＥＬ素
子とそれらの製造方法に関する。本発明は、特に、カラーフィルタのセパレーションリブ
や液晶表示装置のブラックマトリックス、そして有機ＥＬ素子の隔壁（バンク）の作製方
法に関する。なお、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスは、一般的にはレ
ーザー光熱転写法あるいはＬＩＴＩ（Laser-induced Thermal Imaging ）法と呼ばれてい
る。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、印刷方法のひとつにインクジェット記録方法があるが、この記録方法によ
ると微細な画像を多色で形成することができるなどの理由があるために、いろいろな画像
形成分野において利用されている。例えば、カラーフィルタのセパレーションリブ（いわ
ゆる、仕切りパターン）や液晶表示装置のブラックマトリックスの作製において、画素領
域の形成にインクジェット記録方法が使用されている。
【０００３】
例えば、特開平６－３４７６３７号公報には、フッ素系撥水・撥油剤を含有する仕切りパ
ターン（ブラックマトリックス）の間隙にカラーパターンを印刷する方法において、特定
の表面張力を有するインクを用いてインクジェット記録方法で印刷を行うことを特徴とす
る印刷方法が開示されている。この印刷方法の場合に、仕切りパターンは、グラビア印刷
法、フォトレジスト法、熱転写法等の公知の方法によって作製可能である。また、特開平
７－３５９１５号公報には、透明基板上の所定位置に、複数色の画素及び、該画素の間隙
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に遮光用ブラックマトリックスが形成されたカラーフィルタにおいて、遮光用ブラックマ
トリックスが、含フッ素化合物及び（又は）含ケイ素化合物を含有する黒色樹脂層である
ことを特徴とするカラーフィルタが開示されている。このカラーフィルタの場合に、ブラ
ックマトリックスは、黒色感光性樹脂組成物を出発物質として使用して、フォトレジスト
法によって形成することができ、また、引き続く複数色の画素の形成は、印刷法あるいは
インクジェット法で行うことができる。
【０００４】
上述のようなカラーフィルタにおいて、そのブラックマトリックスが含フッ素化合物及び
（又は）含ケイ素化合物を含有する黒色樹脂層から形成されているのには、次のような理
由がある。インクジェット法で画素の形成を行う場合、ブラックマトリックスで囲まれた
開口部（画素領域）にインクジェットプリンタのヘッドからインクの液滴を飛翔させ、落
下させる。その際、インクの小さな液滴を正確に高速で吐出させるためや、開口部内で速
やかに均一な厚みに広がらせるために、非常に粘度が低く、表面張力が小さいインクを使
用しなければならない。そのため、ブラックマトリックスからのインクの流出に原因した
混色を防止することを目的として、ブラックマトリックス自体に対して撥インク性（撥水
・撥油性）を付与しておくことが必要となり、それに適当な材料として、上記したような
含フッ素化合物や含ケイ素化合物がある。
【０００５】
ところで、従来のブラックマトリックスの形成方法にはいくつかの問題点がある。例えば
、上記した黒色感光性樹脂組成物や、それに類する、遮光性を付与するために樹脂中に例
えば黒色系の顔料、染料や金属粉を分散させたような感光性樹脂組成物からフォトレジス
ト法によってブラックマトリックスを形成する場合には、樹脂組成物の塗布、硬化、露光
、現像、乾燥等のいろいろな処理を行うことが必須であり、作業が煩雑となるばかりでな
く、処理装置の複雑化や製造コストの増加の問題も甘受しなければならない。また、感光
性樹脂組成物に代えて金属薄膜、例えばクロム（Ｃｒ）やクロム酸化物（ＣｒＯ2 ）など
の薄膜からブラックマトリックスを形成することも行われているけれども、この場合にも
金属薄膜のパターニングのためにフォトレジスト法を使用しなければならず、したがって
、上記と同様な問題を回避することができない。
【０００６】
具体的に説明すると、上記のようなブラックマトリックスの形成方法は、通常、次のよう
な一連の処理工程を通じて形成されている。
１）基板上に金属からなるブラックマトリックス前駆体、すなわち、ブラックマトリック
ス形成材料の薄膜を形成する。例えば、Ｃｒの薄膜又はＣｒとＣｒＯ2 の薄膜をスパッタ
法によって形成する。
【０００７】
２）ブラックマトリックス前駆体の薄膜の上に感光性樹脂組成物を所定の膜厚で塗布する
。一般に、スピンコート法が塗布法として使用される。
３）感光性樹脂組成物をオーブン中でプリベークして硬化させ、レジスト膜を得る。
４）レジスト膜に、所望とするブラックマトリックスのパターンを備えたマスクを介して
、パターン露光を施す。露光源には、紫外線ランプなどが使用される。
【０００８】
５）例えばアルカリ現像液で現像し、レジスト膜の未露光域を除去する。
６）除去されずに残留したレジスト膜をマスクとして使用して、下地のブラックマトリッ
クス前駆体の薄膜の露出部分をエッチング液で溶解し、除去する。
７）エッチング時の残渣などを洗浄により除去する。所望とするパターン通りのブラック
マトリックスが得られる。
【０００９】
８）マスクとして使用したレジスト膜を溶解し、除去する。
別法として、レジストとして使用する感光性樹脂組成物中に黒色顔料等の遮光性材料を分
散させることによって、ブラックマトリックスを形成することもできる。この場合には、
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ブラックマトリックス前駆体、すなわち、金属薄膜を使用しないで、また、基板としてガ
ラス基板を使用する。したがって、上記した処理工程のうち工程１）及び６）を省略し、
また、工程８）でレジストを除去した代わりに、ポストベークにより硬化させて、そのま
ま残留させる。
【００１０】
上記から理解されるように、フォトレジスト法を使用したブラックマトリックスの形成方
法では、一般的に６～８段階の処理工程が必要であり、また、これに付随して、樹脂組成
物の塗布装置、ベーク装置、露光装置などの処理設備も必要である。なお、フォトレジス
ト法を使用しないで、電着法、無電解メッキ法などにより金属からなるブラックマトリッ
クスを形成する方法も考えられるが、処理工程に問題が残されており、フォトレジスト法
に比較してのメリットがない。
【００１１】
以上のような状況に鑑みて、処理工程及び処理装置を複雑にしないで、しかも基板上に直
接的に形成できるようなブラックマトリックスの作製方法を提供することが望まれる。
ところで、先に参照した特開平６－３４７６３７号公報には、熱転写法による仕切りパタ
ーンの形成の可能性が開示されているが、具体的には説明されていない。この点について
は、したがって、米国特許第５，５２１，０３５号明細書に記載の、ＬＩＴＩ法を使用し
たカラーフィルタ要素の作製方法を参照することにする。この作製方法によると、レーザ
ー光による熱転写を利用して、フッ素系界面活性剤を含有した黒色ドナーシートから着色
剤をカラーフィルタ要素の基板上に転写して、所望とするパターンでブラックマトリック
スを形成することができる。このＬＩＴＩ法を使用したブラックマトリックスは、従来の
フォトレジスト法に比較して満足し得る結果を得ることができるけれども、撥水・撥油性
の面でさらに改良することが望ましい。
【００１２】
また、インクジェット記録方法は、有機ＥＬ素子の製造で、有機化合物からなる発光層の
形成にも使用されている。例えば、国際公開第ＷＯ９８／２４２７１号公報は、透明基板
上に画素電極を形成する工程と、前記画素電極上に有機化合物からなる少なくとも１色の
発光層をパターン形成する工程と、前記画素電極に対向する陰極を形成する工程とを有し
、前記発光層の形成をインクジェット方式により行うことを特徴とする有機ＥＬ素子の製
造方法を開示している。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の１つの目的は、上記したような従来の技術の問題点を解決して、光学要素の隔離
部材、例えばカラーフィルタの仕切りパターンやブラックマトリックスを短縮された製造
工程で容易にかつ正確に高コントラストで製造することができ、しかもその隔離部材に対
して優れた撥インク性、すなわち、撥水・撥油性を付与することができるようなドナーシ
ートを提供することにある。
【００１４】
本発明のもう１つの目的は、本発明のドナーシートを使用して、処理工程及び処理装置を
複雑にしないで、しかも基板上に直接的に形成できるような、ブラックマトリックス、仕
切りパターン等の隔離部材の作製方法を提供することにある。
本発明のさらにもう１つの目的は、本発明のドナーシートを使用して形成された隔離部材
を備えたカラーフィルタを提供することにある。
【００１５】
本発明のさらにもう１つの目的は、本発明のドナーシートを使用して隔離部材を備えたカ
ラーフィルタを製造する方法を提供することにある。
本発明のさらにもう１つの目的は、本発明のドナーシートを使用して形成された隔壁を備
えた有機ＥＬ素子とその製造方法を提供することにある。
本発明の上記した目的及びその他の目的は、以下の詳細な説明から容易に理解することが
できるであろう。
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【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、その１つの面において、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスに
より画像パターンを受像要素に転写するためのものであって、基材と、その上に順次形成
された、光熱変換層、そして前記光熱変換層の作用により加熱されて溶融し、前記受像要
素にパターン状に転写される画像成分を含む転写層とを備えたドナーシートにおいて、
前記転写層の画像成分が撥インク性又は撥溶剤性の化合物を最適化された量で含有してい
ることを特徴とするドナーシートを提供する。
【００１７】
本発明のドナーシートにおいて、光熱変換層と転写層との間にはさらに中間層が含まれる
ことが好ましい。また、転写層は、含フッ素化合物又はシリコーン化合物を単独であるい
は一緒に含有することが好ましい。
また、本発明は、そのもう１つの面において、透明な基板と、その基板の上の所定の位置
に配置された複数色の画素と、相隣れる画素どうしを隔離する仕切りパターンとを含むカ
ラーフィルタにおいて、
前記基板上の仕切りパターンが、本発明のドナーシートの転写層と前記基板の表面とを密
着させ、引き続いて、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記ド
ナーシートの転写層の画像成分を前記仕切りパターンに対応するパターンで転写すること
によって形成されたものであることを特徴とするカラーフィルタを提供する。
【００１８】
本発明のカラーフィルタにおいて、その画素は、好ましくは、仕切りパターンの形成後、
インクジェット方式により画素形成領域に対してインクを適用することにより形成された
ものである。
また、本発明のカラーフィルタでは、好ましくは、その仕切りパターンがカラーフィルタ
のセパレーションリブとして、あるいは、仕切りパターン自体が所定レベルの遮光性を有
していて、液晶表示装置のブラックマトリックスとして機能することができる。
【００１９】
本発明は、そのもう１つの面において、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置
された複数色の画素と、相隣れる画素どうしを隔離する仕切りパターンとを含むカラーフ
ィルタを製造する方法であって、下記の工程：
前記基板の表面にブラックマトリックス形成材料の薄膜を被覆し、
前記基板と本発明のドナーシートを、前記薄膜状ブラックマトリックス形成材料とドナー
シートの転写層とが密着するように重ね合わせ、
レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記ドナーシートの基材側か
ら、所望とするブラックマトリックスのパターンに対応してレーザー光を照射し、前記ド
ナーシートの転写層の画像成分を加熱により溶融させて前記薄膜状ブラックマトリックス
形成材料上に転写し、
前記基板の薄膜状ブラックマトリックス形成材料の表面にパターン状に転写された画像成
分をマスクとして、露出しているブラックマトリックス形成材料をエッチングにより除去
し、そして
前記画像成分及びその下地のブラックマトリックス形成材料から形成された仕切りパター
ンにより囲まれた開口部にインクジェット法で所定の色を有するインキを充填して画素を
形成すること、
を含んでなることを特徴とするカラーフィルタの製造方法を提供する。
【００２０】
また、本発明は、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素と
、相隣れる画素どうしを隔離する仕切りパターンとを含むカラーフィルタを製造する方法
であって、下記の工程：
前記基板の表面に予め定められたパターンで薄膜状ブラックマトリックスを形成し、
前記基板のブラックマトリックス側の表面に本発明のドナーシートの転写層を密着させ、
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レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記ブラックマトリックスの
パターンに対応して前記ドナーシートの基材側からレーザー光を照射し、前記ドナーシー
トの転写層の画像成分を加熱により溶融させて前記ブラックマトリックス上に堆積させ、
そして
形成された仕切りパターンにより囲まれた開口部にインクジェット法で所定の色を有する
インキを充填して画素を形成すること、
を含んでなることを特徴とするカラーフィルタの製造方法を提供する。
【００２１】
さらに、本発明は、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素
と、相隣れる画素どうしを隔離する遮光用仕切りパターンとを含むカラーフィルタを製造
する方法であって、下記の工程：
前記基板と本発明のドナーシートを、基板の表面とドナーシートの転写層とが密着するよ
うに重ね合わせ、
レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記ドナーシートの基材側か
ら、所望とするブラックマトリックスのパターンに対応してレーザー光を照射し、前記ド
ナーシートの転写層の画像成分を加熱により溶融させて前記基板上に転写し、そして
前記画像成分から形成された遮光用仕切りパターンにより囲まれた開口部にインクジェッ
ト法で所定の色を有するインキを充填して画素を形成すること、
を含んでなることを特徴とするカラーフィルタの製造方法を提供する。
【００２２】
さらに、本発明は、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数個の画素
電極と、相隣れる画素電極どうしを隔離する仕切りパターンと、前記画素電極上に形成さ
れた少なくとも１色の発光層と、前記発光層の上に形成された対向電極とを含む有機ＥＬ
素子において、
前記基板上の仕切りパターンが、本発明のドナーシートの転写層と前記基板の表面とを密
着させ、引き続いて、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記ド
ナーシートの転写層の画像成分を前記仕切りパターンに対応するパターンで転写すること
によって形成されたものであることを特徴とする有機ＥＬ素子を提供する。
【００２３】
本発明は、また、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数個の画素電
極と、相隣れる画素電極どうしを隔離する仕切りパターンと、前記画素電極上に形成され
た少なくとも１色の発光層と、前記発光層の上に形成された対向電極とを含む有機ＥＬ素
子を製造する方法であって、下記の工程：
前記基板の表面に予め定められたパターンで画素電極を形成し、
前記基板の画素電極側の表面に、基材及びその上に順次形成された、光熱変換層、そして
前記光熱変換層の作用により加熱されて溶融し、前記基板にパターン状に転写される画像
成分を含む転写層とを備えたドナーシートの転写層を密着させ、
レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記仕切りパターンに対応し
て前記ドナーシートの基材側からレーザー光を照射し、前記ドナーシートの転写層の画像
成分を加熱により溶融させて前記基板上に堆積させ、そして形成された仕切りパターンに
より囲まれた開口部にインクジェット法で所定の色を有する有機材料を充填して前記発光
層を形成すること、
を含んでなることを特徴とする有機ＥＬ素子の製造方法を提供する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
引き続いて、本発明の実施の形態を添付の図面を参照して説明する。なお、以下の図面を
参照した説明において、説明の都合から、同じ参照番号のものについて異なる部材名など
を付与することもある。
本発明によるドナーシートは、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセス（ＬＩ
ＴＩ法）により画像パターンを受像要素に転写するために画像付与要素として使用される
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ものである。図１は、この本発明のドナーシートの典型的な構成を示したものである。図
示されるように、ドナーシート１０は、基材１と、その上に順次形成された、光熱変換層
２、中間層３、そして光熱変換層２の作用により加熱されて溶融し、受像要素（図示せず
）にパターン状に転写される画像成分を含む転写層４とを備えている。なお、本発明のド
ナーシートは、必要に応じて、任意の追加の層を有していてもよい。
【００２５】
本発明によるドナーシートにおいて、基材は、それがドナーシートに求められている要件
を満たしうる限りにおいて、天然もしくは合成のいろいろな材料から形成することができ
る。この基材に必要な要件は、例えば、画像成分の転写のためにレーザー光を照射して加
熱が行われるので、レーザー光の透過性、耐熱性など、そして、受像要素に貼り合わせて
使用されかつ使用後には剥離されるので、適度の柔軟性、軽さ、取り扱い性、機械的強度
などである。適当な基材としては、したがって、ポリエステル樹脂などの各種のプラスチ
ック材料を挙げることができる。かかる基材の厚さは、所望とするドナーシートの詳細な
どに応じて任意に変更可能であり、通常、約０．０１～２．５４mmの範囲である。
【００２６】
基材によって支承される光熱変換層（ＬＴＨＣ層とも呼ばれる）は、レーザー光の照射を
受けてその光エネルギーを熱エネルギーに変換し、中間層を介して隣接して存在する転写
層中の画像成分を溶融させ、受像要素の表面に転写及び固着させるためのものである。し
たがって、光熱変換層は、カーボンブラック等の光吸収性材料そのものからなるかもしく
はそのような光吸収性材料を分散して含有する層からなることが好ましい。さらに、この
光熱変換層層は、硬化目的のため、光重合性の成分を含有しているのが好ましい。適当な
光熱変換層は、例えば、カーボンブラック、光重合性モノマー又はオリゴマー、光重合開
始剤等をバインダ樹脂中に分散させた層である。このような光熱変換層は、通常、所定の
組成を有する樹脂組成物を例えばスピンコート法、グラビア印刷法、ダイコーティング法
等の常用の塗布方法に従って基材の表面に塗布し、乾燥させることによって形成すること
ができる。光熱変換層の厚さは、所望とするドナーシートの詳細や効果などに応じて広く
変更することができるけれども、通常、約０．００１～１０μｍの範囲である。
【００２７】
光熱変換層と転写層との間に介在せしめられる中間層は、特に、光熱変換層の光熱変換作
用を均一化するためのものである。通常、上記のような要件を満たすことのできる樹脂材
料から形成することができる。このような中間層は、光熱変換層と同様に、通常、所定の
組成を有する樹脂組成物を例えばスピンコート法、グラビア印刷法、ダイコーティング法
等の常用の塗布方法に従って光熱変換層の表面に塗布し、乾燥させることによって形成す
ることができる。中間層の厚さは、所望とする効果などに応じて広く変更することができ
るけれども、通常、約０．０５～１０μｍの範囲である。
【００２８】
本発明のドナーシートの最上層に配置される転写層は、上記したように、光熱変換層の作
用により加熱されて溶融し、受像要素にパターン状に転写される画像成分を含むものであ
り、したがって、本発明のドナーシートにおいて非常に重要な役割を担っている。また、
以下において詳細に説明するように、転写層の画像成分は、画像形成に直接に関与する成
分、すなわち、受像要素に転写されてその隔離部材を構成する成分に加えて、優れて制御
された撥インク性の達成のため、含フッ素化合物及び（又は）シリコーン化合物を最適化
された量で含有していることが必要である。
【００２９】
転写層は、それに含まれる画像成分をＬＩＴＩ法に従い受像要素の表面に高コントラスト
で転写し、転写された画像パターンとして固着させることができ、使用後のドナーシート
を受像要素から剥離する際に剥離残渣を生じることがない限り、任意の組成で形成するこ
とができる。また、画像成分に由来して形成される画像パターンの使途などに応じて、そ
れぞれの使途に好適な組成とすることができる。例えば、画像パターンを液晶表示装置の
ブラックマトリックス上で隔離部材、すなわち、セパレーションリブあるいは仕切りパタ
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ーンとして使用する場合と、画像パターンそのものに遮光性を持たせてブラックマトリッ
クス兼セパレーションリブとして使用する場合では、特に遮光性を考慮に入れて、転写層
の組成を変更することができる。なお、遮光性の向上のためには、一般的に、黒色顔料（
カーボンブラック等）やその他の有色顔料を高められた量で添加することや、金属粉など
を添加することが挙げられる。
【００３０】
いずれの場合であっても、本発明に従うと、転写された画像パターンに対して高レベルの
撥水・撥油性を付与することができ、また、その画像パターンの受像要素の表面に対する
密着力も良好である。これは、本発明の転写層では、その画像成分中に含フッ素化合物、
シリコーン化合物又はその混合物を撥インク成分として含ませるとともに、そのような撥
インク成分の含有量を最適な範囲に制御しているからである。ちなみに、撥インク成分の
含有量が多すぎると、基材に対する密着性が低下し、反対に少なすぎると、十分な撥水・
撥油性を得ることができない。
【００３１】
したがって、本発明に従うと、例えば転写層が着色画像成分を含む着色インク層である場
合、受像要素あるいはその基材に対する密着性を損なうことなく、優れた撥水・撥油性を
そなえた着色画像パターンを形成することができる。また、このような着色画像パターン
を基材上に形成した後、その着色画像パターン以外の領域に別の着色画像パターンを例え
ば水性又は油性液体インクから、例えば印刷法、インクジェット記録法、刷毛塗り法など
の常用の技法を使用して形成する場合、２つの着色画像パターンどうしを効果的に分離し
て形成することができ、混色欠陥の発生や厚みむらの発生を効果的に防止することができ
る。なお、上記したものと同様な手法に従って３色もしくはそれ以上の多色着色画像パタ
ーンを形成するような場合には、転写層由来の最初の着色画像パターンを、その他の着色
画像パターン（例えば、第２及び第３の着色画像パターン）を分離する仕切りパターンあ
るいはセパレーションリブとしても利用することができる。
【００３２】
本発明では、上記したような作用効果を得るため、撥インク成分として各種の含フッ素化
合物を画像成分中に含ませることができる。適当な含フッ素化合物の例は、以下に列挙す
るものに限定されるわけではないけれども、分子内にフッ素原子を含有するモノマー、オ
リゴマー又はポリマーや、フッ素含有の界面活性剤などである。なお、このような含フッ
素化合物は、転写層中で画像成分の一員として使用されるバインダ樹脂、例えばアクリル
樹脂に相溶するかもしくは分散するものが有利である。
【００３３】
また、上記したような含フッ素化合物の画像成分に対する添加量は、その化合物の種類な
どによって広く変化させることが可能であるけれども、通常、着色画像パターンの形成に
使用されるインクの表面張力に合わせて最適化するのが好適であり、具体的には、画像成
分の全量を基準にして１０重量％以下の範囲である。
【００３４】
本発明の実施においては、上記したような含フッ素化合物に代えて、あるいはそれと組み
合わせて、シリコーン化合物を同様な添加量で使用することができる。適当なシリコーン
化合物としては、以下に列挙するものに限定されるわけではないけれども、例えば、有機
ポリシロキサンを主成分とする樹脂、ゴム、界面活性剤、カップリング剤などを挙げるこ
とができる。
【００３５】
本発明においては、得られる転写画像パターンにおいて高められた撥インク性、すなわち
、撥水性及び撥油性が保証されることが必要である。ここで、「撥インク性」は、例えば
特開平６－３４７６３７号公報のなかで規定される「撥水性」とほぼ同義であるとみなす
ことができる。すなわち、「撥インク性」は、画像パターンが転写される受像要素の基板
の表面、インク、そして仕切りパターン（例えば、ブラックマトリックス）の表面エネル
ギーの関係によって規定される。
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したがって、高められた撥インク性を得るため、本発明では、
（１）次の大小関係：
基板の表面の臨界表面張力＞インクの表面張力＞仕切りパターンの臨界表面張力
が満たされること、
（２）仕切りパターンの臨界表面張力が３５dyne/cm 未満であること、
（３）基板の表面の臨界表面張力が３５dyne/cm 以上であること、
（４）インクの表面張力が、それを仕切りパターンあるいは基板の表面の表面張力と比較
した時に、５dyneもしくはそれ以上の差を示すこと、
が必要である。
【００３６】
また、本発明で必要とされる撥インク性は、別の面からも規定することができる。好適に
は、基板の表面の、インクジェットプリンタのヘッドから吐出されるインクとの接触角で
撥インク性を規定することができる。表面張力が２０～４０ｍＮ／ｍである溶剤系インク
を使用するような場合には、そのインクとの接触角は３０～５５°の範囲であることが好
ましく、さらに好ましくは、４０～５０°の範囲である。また、表面張力が４０～５５ｍ
Ｎ／ｍである水系インクを使用するような場合には、そのインクとの接触角は６０～８０
°の範囲であることが好ましい。使用するインクとの接触角が上記した範囲を下回ると、
隣接する画素領域の他の色との混色が発生してしまうので、所望とするカラーフィルタを
作製することができない。また、インクとの接触角が上記した範囲を上回ると、隣接する
画素領域の他の色との混色は発生しないけれども、画素領域に保持されたインクが中央部
を中心に上に盛り上がった状態（凸状態）となってしまうので、インク乾燥後も画素中心
部が周辺部よりも厚くなり、色班が発生してしまう。
【００３７】
本発明のドナーシートにおける画像成分の転写のメカニズムは、図２から容易に理解する
ことができるであろう。図２は、図１のドナーシートにおける画像成分の受像要素への転
写のメカニズムを順を追って示した断面図である。
図２（Ａ）に示すように、図１に示したものと同様な構成を有するドナーシート１０を用
意し、これを、その転写層４が受像要素の基板１１に密着するようにして重ね合わせる。
次いで、得られた積層体のドナーシート１０に対して、基材１の側から、レーザー光Ｌを
所定のパターンで照射する。ここで、レーザー光Ｌのパターンは、受像要素に転写しよう
としている画像パターンに対応する。
【００３８】
レーザー光のパターン照射の結果、ドナーシート１０の基材１に隣接する光熱変換層２の
作用により、光エネルギーが熱エネルギーに変換され、さらにこの熱エネルギーが中間層
３の作用により均一化される。よって、図２（Ｂ）に示されるように、転写層４の内部に
含まれる画像成分１４がパターン状に加熱されて溶融し、受像要素の基板１１に転写され
、これに固着される。
【００３９】
図２（Ｃ）は、上記のようにして基板１１の上に形成された転写された画像パターン７を
示している。この画像パターン７は、基板１１に対して強い力で密着している。また、こ
の画像パターン７は十分に高い撥インク性を有しているので、非画像パターンの領域にイ
ンクジェット記録法などでインクを付着させる場合など、他の領域へのインクの染み出し
や隣接する領域の色との混色を防止することができる。したがって、このようなドナーシ
ートを使用すると、インクジェット記録方式を使用したカラーフィルタの製造において、
カラーストライプの混色や厚みむらなどを効果的に防止することができる。
【００４０】
本発明は、また、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素と
、相隣れる画素どうしを隔離する仕切りパターンとを含むカラーフィルタにある。このよ
うなカラーフィルタにおいて、相隣れる画素どうしを隔離する仕切りパターン（例えば、
セパレーションリブ又はブラックマトリックス）は、本発明のドナーシートを使用して、
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上記のような手法に従って、すなわち、本発明のドナーシートの転写層と基板の表面とを
密着させ、引き続いて、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、ドナ
ーシートの転写層の画像成分を仕切りパターンに対応するパターンで転写することによっ
て、形成することができる。
【００４１】
図３は、図１のドナーシートを使用して形成された本発明のカラーフィルタのセパレーシ
ョンリブの一例を示した断面図である。図示されるように、基板１１の所定の領域（仕切
りパターン領域）に、ブラックマトリックス１５とセパレーションリブ７とからなる仕切
りパターンが形成されている。画素は、仕切りパターンの形成後、インクジェット方式に
より画素領域８に対してインク６を適用することにより形成することができる。
【００４２】
また、図４は、図３の１変形例を示したもので、図１のドナーシートを使用して形成され
た本発明の液晶表示装置のブラックマトリックスの一例を示した断面図である。図示され
るように、ブラックマトリックス１５が省略されており、セパレーションリブ７がブラッ
クマトリックスの機能を合わせて奏している。
図３及び図４に示したカラーフィルタは、好ましくは、図５～図７に順を追って示す工程
で作製することができる。なお、図示の例は一例であり、本発明の範囲内で種々の変更や
改良を施しうることは申すまでもない。
【００４３】
図５は、本発明に従い図３のセパレーションリブを作製する１つの方法を順を追って示し
た断面図である。
図５（Ａ）に示すように、カラーフィルタの作製に好適な透明な基板１１を用意する。適
当な基板としては、この技術分野において常用の各種のガラス基板を挙げることができる
が、必要に応じて、透明なプラスチック基板なども使用することができる。
【００４４】
次いで、用意した基板１１の表面に、図５（Ｂ）に示すように、ブラックマトリックス形
成材料の薄膜を被覆する。ここで使用することのできるブラックマトリックス形成材料と
しては、例えば、クロム（Ｃｒ）、酸化クロム（ＣｒＯ2 ）等の金属あるいはその酸化物
を挙げることができる。このようなブラックマトリックス形成材料の薄膜は、いろいろな
成膜法を使用して、例えば、スパッタ法、蒸着法などによって所定の膜厚で成膜すること
ができる。この薄膜は、単層であっても、あるいは２層以上の多層であってもよい。ブラ
ックマトリックス形成材料の薄膜の厚さは、広い範囲で変更することができるというもの
の、通常、０．０１～１μｍの範囲であるのが好ましく、さらに好ましくは、０．１～０
．２５μｍの範囲である。このようにして、ブラックマトリックス前駆体としての薄膜５
が基板１１の上に形成される。
【００４５】
次いで、図５（Ｃ）に示すように、本発明のドナーシート１０を薄膜５を介して基板１１
の上に載せ、薄膜状ブラックマトリックス形成材料５とドナーシート１０の転写層（図示
せず）とが密着するように重ね合わせる。
その後、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、ドナーシート１０の
基材側から、所望とするブラックマトリックスのパターンに対応してレーザー光Ｌを照射
し、ドナーシート１０の転写層の画像成分を加熱により溶融させて薄膜状ブラックマトリ
ックス形成材料５の上に転写する。
【００４６】
図５（Ｄ）に示すように、基板１１の薄膜状ブラックマトリックス形成材料５の表面にパ
ターン状に転写された画像成分７が得られる。この画像成分７のマトリックス状パターン
は、最終的に得られるカラーフィルタにおいてセパレーションリブとして機能するもので
あり、その厚さは所望とする効果などに応じて広い範囲で変更することができるというも
のの、通常、０．５～３．０μｍの範囲であるのが好ましく、さらに好ましくは、１．５
～２．５μｍの範囲である。このパターンの厚さが０．５μｍよりも薄いと、インクを受
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容するのに十分なセパレーションリブの高さが得られず、また、３．０μｍよりも厚いと
、インクを乾燥した後のカラーフィルターとしての平滑性を損うため、好ましくない。
【００４７】
次いで、画像成分７のマトリックス状パターンをマスクとして、露出している薄膜状ブラ
ックマトリックス形成材料５をエッチングにより除去する。エッチャントとしては、各種
の酸を使用することができ、あるいは、必要に応じて、乾式のエッチングを行ってもよい
。なお、エッチングにより除去されなかった残渣は、洗浄などの処理によってきれいに取
り除くことができる。
【００４８】
エッチングの結果、図５（Ｅ）に示すように、ブラックマトリックス１５とセパレーショ
ンリブ７とからなる仕切りパターンを有する基板１１が得られる。ここで、ブラックマト
リックス１５の形成のためにマスクとして使用したセパレーションリブ７は、もしも存在
の必要がないならば、アルカリ溶液による洗浄、もしくは任意のその他の剥離技術によっ
て取り除いてもよい。
【００４９】
引き続いて、ここでは図示しないけれども、好ましくは、セパレーションリブとその下地
のブラックマトリックス形成材料とから形成された仕切りパターンにより囲まれた開口部
（この部分を、画素領域という）にインクジェット記録法で所定の色を有するインキを充
填して画素を形成する（図３を参照されたい）。
上記のような一連の、しかし、従来の方法に比較して工数の少ない処理工程を経てかつ簡
略化された処理装置を使用してを経て、本発明のカラーフィルタであるところの、透明な
基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素と、相隣れる画素どうしを
隔離する仕切りパターンとを含むカラーフィルタが得られる。また、このカラーフィルタ
では、セパレーションリブ７が撥インク性に優れているので、画素領域にインクジェット
記録法でインクを充填して画素を形成する時に、他の領域へのインクの染み出しや隣接す
る領域の色との混色を防止することができる。
【００５０】
図６は、本発明に従い図３のセパレーションリブを作製するもう１つの方法を順を追って
示した断面図である。なお、図示の作製方法は、処理の手順を変更した違いを除いて、基
本的には先に説明した図５の手法と同様な手法に従って実施することができる。
まず、図６（Ａ）に示すように、用意した透明な基板１１の表面に予め定められたパター
ンで薄膜状ブラックマトリックス１５を形成する。ブラックマトリックス１５の形成は、
Ｃｒなどをスパッタ法などによって薄膜で付着させることによって行うことができる。
【００５１】
次いで、図６（Ｂ）に示すように、基板１１のブラックマトリックス１５の側の表面に本
発明のドナーシート１０の転写層（図示せず）を密着させ、さらに、図６（Ｃ）に示すよ
うに、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、ブラックマトリックス
１５のパターンに対応してドナーシート１０の基材側からレーザー光Ｌを照射する。
【００５２】
レーザー光のパターン照射の結果、ドナーシート１０の転写層の画像成分を加熱により溶
融させて、図６（Ｄ）に示すように、ブラックマトリックス１５の上にセパレーションリ
ブ７として堆積させることができる。ブラックマトリックス１５とその上のセパレーショ
ンリブ７とからなる仕切りパターンが得られる。
引き続いて、先に図３を参照して説明したように、形成された仕切りパターンにより囲ま
れた開口部（画素領域）にインクジェット記録法で所定の色を有するインキを充填して画
素を形成する。よって、透明な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の
画素と、相隣れる画素どうしを隔離する仕切りパターンとを含むカラーフィルタが得られ
る。
【００５３】
図７は、本発明に従い図４のブラックマトリックスを作製する１つの方法を順を追って示
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した断面図である。この作製方法も、基本的には先に説明した図５及び図６の手法と同様
な手法に従って実施することができが、この方法の場合、ブラックマトリックスの機能を
セパレーションリブに委ねるので、転写層が遮光性に優れたセパレーションリブを提供可
能なように、転写層の画像成分の組成を決定することが肝要となる。なお、これについて
は、先にドナーシートの項で説明したところである。
【００５４】
まず、図７（Ａ）に示すような透明な基板１１を用意した後、その基板１１の片面に、図
７（Ｂ）に示すように、本発明のドナーシート１０を重ね合わせる。なお、この場合、基
板１１の表面とドナーシート１０の転写層（図示せず）とが密着するように配慮する。
次いで、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスを実施する。これは、図７（
Ｃ）に示すように、ドナーシート１０の基材側から、所望とするブラックマトリックスの
パターンに対応してレーザー光Ｌを照射することにより行う。レーザー光のパターン照射
の結果、ドナーシート１０の転写層の画像成分が加熱により溶融されて基板１１の上に転
写される。図７（Ｄ）に示すように、ブラックマトリックス兼セパレーションリブ、すな
わち、遮光用仕切りパターン７が形成される。
【００５５】
引き続いて、図示しないが、画像成分から形成された遮光用仕切りパターンにより囲まれ
た開口部（画素領域）にインクジェット記録法で所定の色を有するインキを充填して画素
を形成する（図４を参照されたい）。
以上のようにして、非常に簡単な手法で、そして簡略化された処理装置を使用して、透明
な基板と、その基板の上の所定の位置に配置された複数色の画素と、相隣れる画素どうし
を隔離する遮光用仕切りパターンとを含む優れた特性を有するカラーフィルタを製造する
ことができる。
【００５６】
本発明によると、カラーフィルタの他に、有機ＥＬ素子やその他の光学要素も有利に製造
することができる。本発明の有機ＥＬ素子は、先にも説明したように、透明な基板と、そ
の基板の上の所定の位置に配置された複数個の画素電極と、相隣れる画素電極どうしを隔
離する仕切りパターンと、前記画素電極上に形成された少なくとも１色の発光層と、前記
発光層の上に形成された対向電極とを含む有機ＥＬ素子において、
前記基板上の仕切りパターンが、本発明のドナーシートの転写層と前記基板の表面とを密
着させ、引き続いて、レーザー光を用いたサーマルイメージングプロセスにより、前記ド
ナーシートの転写層の画像成分を前記仕切りパターンに対応するパターンで転写すること
によって形成されたものであることを特徴とする。本発明の有機ＥＬ素子において、その
発光層は、好ましくは、前記仕切りパターンの形成後、インクジェット方式により発光層
形成領域に対して有機材料を適用することにより形成されたものである。
【００５７】
本発明による仕切りパターン、すなわち、隔壁（バンク）を備えた有機ＥＬ素子は、いろ
いろな形態を有することができ、また、したがって、いろいろな手法に従って製造するこ
とができる。
図８及び図９は、本発明による有機ＥＬ素子の１実施形態をその製造工程とともに示した
ものである。本発明の有機ＥＬ素子はこの実施形態に限定されるものではないが、以下、
これについて説明する。
【００５８】
図示の有機ＥＬ素子は、３色のフルカラー有機ＥＬ素子であり、図示のように、透明基板
２４上に画素電極２１，２２及び２３を形成する工程（Ａ）と、本発明のドナーシート１
０を使用してＬＩＴＩ法を行う工程（Ｂ）と、隔壁（バンク）２５を形成する工程（Ｃ）
と、該各画素電極上に有機化合物からなる発光層２６及び２７をパターン形成する工程（
Ｄ）と、発光層２８を形成する工程（Ｅ）と、陰極３１を形成する工程（Ｆ）とによって
製造することができる。発光層２６及び２７の形成は、インクジェット方式により行うこ
とができる。
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【００５９】
透明基板２４は、支持体であると同時に光を取り出す面として機能する。したがって、透
明基板２４は、光の透過特性や熱的安定性等を考慮して選択される。透明基板材料として
は、例えばガラス基板、透明プラスチック等が挙げられるが、耐熱性に優れることからガ
ラス基板が好ましい。
まず、図８（Ａ）に示すように、透明基板２４上に、画素電極２１，２２及び２３を形成
する。形成方法としては、例えばフォトリソグラフィー、真空蒸着法、スパッタリング法
、パイロゾル法等が挙げられるが、フォトリソグラフィーによることが好ましい。これら
の画素電極としては透明画素電極が好ましい。透明画素電極を構成する材料としては、例
えば、酸化スズ膜、ＩＴＯ膜、酸化インジウムと酸化亜鉛との複合酸化物膜等が挙げられ
る。
【００６０】
次に、図８（Ｃ）に示すように隔壁（バンク）２５を形成し、上記の各透明画素電極間を
埋める。
これにより、コントラストの向上、発光材料の混色の防止、画素と画素との間からの光洩
れ等を防止することができる。
隔壁２５の形成は、カラーフィルタの製造のところで仕切りパターンの形成に使用したの
と同様なＬＩＴＩ法に従って行うことができる。すなわち、図８（Ｃ）に示すように、図
１に示したものと同様な構成を有するドナーシート１０を用意し、これを、その転写層が
透明基板２４に密着するようにして重ね合わせる。次いで、得られた積層体のドナーシー
ト１０に対して、その基材の側から、レーザー光Ｌを所定のパターンで照射する。ここで
、レーザー光Ｌのパターンは、透明基板２４に転写しようとしている隔壁２５のパターン
に対応する。
【００６１】
レーザー光のパターン照射の結果、ドナーシート１０の基材に隣接する光熱変換層の作用
により、光エネルギーが熱エネルギーに変換され、さらにこの熱エネルギーが中間層の作
用により均一化される。よって、転写層の内部に含まれる画像成分がパターン状に加熱さ
れて溶融し、基板２４上に転写され、これに固着される。図８（Ｃ）は、上記のようにし
て基板２４の上に形成された転写された隔壁２５のパターンを示している。この隔壁パタ
ーン２５は、基板２４に対して強い力で密着している。また、このパターンは十分に高い
撥インク性を有しているので、非画像パターンの領域にインクジェット記録法などでイン
クを付着させる場合など、他の領域へのインクの染み出しや隣接する領域の色との混色を
防止することができる。
【００６２】
隔壁２５を構成する材料としては、ＥＬ材料の溶媒に対し耐久性を有するものであれば特
に限定されず、例えばアクリル樹脂、エポキシ樹脂、感光性ポリイミド等の有機材料、液
状ガラス等の無機材料等が挙げられる。また、隔壁２５は、上記材料にカーボンブラック
等を混入してブラックレジストとしてもよい。
もちろん、この材料は、本発明のドナーシートの要件を満たすものでなければならないこ
とは、言うまでもない。
【００６３】
さらに、各画素電極上に、所定のパターンで有機発光層を形成する。有機発光層は３色設
けることが好ましく、このうち、少なくとも１色をインクジェット方式により形成するこ
とが好ましい。
図示の例では、画素電極２１及び２２の上に、各々インクジェット方式により赤色発光層
２６および緑色発光層２７を形成している。すなわち、図８（Ｄ）に示すように、発光材
料を溶媒に溶解または分散させ吐出液としてインクジェットプリント装置のヘッド（図示
せず）から液滴６の形で吐出し、赤色、緑色、青色のような３原色またはその中間色のう
ち少なくとも１色の画素を形成する。
【００６４】
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かかるインクジェット方式によれば、微細なパターニングを簡便にかつ短時間で行うこと
ができる。また、吐出量の増減による膜厚の調整、またはインクの濃度調整による発色バ
ランス、輝度等の発光能を容易かつ自由に制御することができる。
なお、有機発光材料が共役高分子前駆体である場合には、インクジェット方式により各発
光材料を吐出してパターニングした後、加熱または光照射等によって前駆体成分を共役化
（成膜）して発光層を形成することができる。
【００６５】
次いで、図９（Ｅ）に示すように、青色発光層２８を赤色発光層２６、緑色発光層２７お
よび画素電極２３の上に形成する。これにより、赤、緑、青の３原色を形成するのみなら
ず、赤色発光層２６および緑色発光層２７と隔壁２５との段差を埋めて平坦化することが
できる。
かかる青色発光層２８の形成方法としては特に限定されず、例えば蒸着法、湿式法として
一般的な成膜法またはインクジェット法でも形成可能である。
【００６６】
また、青色発光層２８は、例えばアルミニウムキノリノール錯体のような電子注入輸送型
材料から構成することができる。この場合にはキャリヤの注入および輸送を促進し、発光
効率を向上させることができる。さらに、正孔注入輸送材料からなる層と積層することに
より、電極からの電子と正孔とをバランスよく発光層中に注入・輸送することができ、発
光効率をより向上させることができる。
【００６７】
本例のように、有機発光層のうち２色をインクジェット方式により形成し、他の１色を別
の方法により形成することにより、インクジェット方式にあまり適さない発色材料であっ
ても、インクジェット方式に用いられる他の有機発光材料と組合せることによりフルカラ
ー有機ＥＬ素子を形成することができるため、設計の幅が広がる。もちろん、所望ならば
、すべての色をインクジェット方式により形成してもよい。
【００６８】
最後に、図９（Ｆ）に示すように、陰極（対向電極）３１を形成し、本発明の有機ＥＬ素
子の作製が完了する。陰極３１としては金属薄膜電極が好ましく、陰極を構成する金属と
しては、例えばＭｇ，Ａｇ，Ａｌ，Ｌｉ等が挙げられる。また、これらの他に仕事関数の
小さい材料を用いることができ、例えばアルカリ金属や、Ｃａ等のアルカリ土類金属およ
びこれらを含む合金を用いることができる。このような陰極３１は蒸着法およびスパッタ
法等により設けることができる。
【００６９】
さらに、図９（Ｇ）に示すように、陰極３１の上に保護膜３２が形成されていてもよい。
保護膜３２を形成することにより、陰極３１および各発光層２６，２７及び２８の劣化、
損傷および剥離等を防止することができる。このような保護膜３２の構成材料としては、
エポキシ樹脂、アクリル樹脂、液状ガラス等が挙げられる。また、保護膜３２の形成方法
としては、例えばスピンコート法、キャスティング法、ディップコート法、バーコート法
、ロールコート法、キャピラリー法等が挙げられる。
【００７０】
ところで、発光層は、有機化合物からなるものが好ましく、高分子有機化合物からなるも
のがより好ましい。有機化合物からなる発光層を設けることにより、低電圧で高輝度の面
発光を可能にすることができる。また、発光材料の幅広い選択によりＥＬ発光素子の合理
的設計が可能となる。特に高分子有機化合物は成膜性に優れ、また高分子有機化合物から
なる発光層の耐久性は極めて良好である。また、可視領域の禁止帯幅と比較的高い導電性
を有しており、なかでも共役系高分子はこのような傾向が顕著である。
【００７１】
有機発光層材料としては、高分子有機化合物そのもの、または加熱等により共役化（成膜
）する共役高分子有機化合物の前駆体等が用いられる。
以上、本発明のドナーシートをＬＩＴＩ法に従いカラーフィルタのセパレーションリブ、



(15) JP 4590663 B2 2010.12.1

10

液晶表示装置のブラックマトリックス、そして有機ＥＬ素子の隔壁の形成に応用すること
について具体的に説明したが、本発明のドナーシートがその他の隔離部材の形成にも有利
に応用できることは、さらに言うまでもないことである。特に、本発明のドナーシートは
、インクジェット法を使用してパターニングを行い得るいかなる材料のための隔離部材を
形成するために使用できるという点において注目に値する。
【００７２】
【実施例】
以下、本発明をその実施例を参照して説明する。なお、本発明は下記の実施例に限定され
るものではないことを理解されたい。
実施例１
（１）ドナーシートの作製
基材と、その上に順次形成された、光熱変換層、中間層、そして転写層とを備えたドナー
シートを次のような手順に従って作製した。
【００７３】
基材として厚さ７５μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用意した後
、その上に、それぞれ、下記の組成及び膜厚を有する光熱変換層（ＬＴＨＣ層）、中間層
及び転写層を記載の順序で形成した。ＬＴＨＣ層及び中間層をダイコーティング法で塗布
し、紫外線照射により硬化させた後、その上にさらに転写層を、同様にダイコーティング
法にて形成した。
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（２）ブラックマトリックスの作製
専用のＬＩＴＩ機（レーザー光熱転写機、レーザー光の波長＝１０６４nm）を使用して、
ガラス基板の上にブラックマトリックスを作製した。先の工程で作製したドナーシートと
ガラス基板を重ね合わせ、レーザー光を出力１１Ｗ、スキャン速度１５ｍ／ｓ及び照射幅
２０μｍでストライプ状に照射した。その後、転写部分の硬化及び密着のため、２３０℃
のオーブン中で１時間にわたってベークした。ガラス基板上に、幅２０μｍ及び厚さ２．
０μｍのブラックマトリックスが形成された。
〔評価試験〕
接触角及び臨界表面張力の測定：
上記のようにして作製したブラックマトリックス（仕切りパターン）の撥インク性を評価
するため、２５℃でインクとパターンとの接触角を測定したところ、下記の第１表に示す
ように６５°であった。さらに、仕切りパターンにより囲まれた開口部とパターン部のそ
れぞれにおいて、各種の溶剤との接触角から臨界表面張力を算定したところ、下記の第１
表に示すように、
開口部　　　　　５５dyne／cm
パターン部　　　３３dyne／cm
であった。なお、本例では水系のカラーインク（赤、緑及び青；表面張力４５dyne／cm）
を測定に使用した。



(18) JP 4590663 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

カラーフィルターにおける混色及び色斑の測定：
上記のようにして作製したブラックマトリックス（仕切りパターン）付きのガラス基板を
使用してカラーフィルターを作製し、それぞれの画素部における混色の有無及び色斑の有
無（程度）を評価した。
【００７４】
仕切りパターンを作製してあるガラス基板のそれぞれの開口部に水系の赤、緑又は青イン
クをインクジェット式インク噴射装置を用いて吐出し、赤、緑及び青の着色部を得た。オ
ーブン中で２００℃で１０分間にわたって乾燥を行った後、形成された赤、緑及び青の画
素部のそれぞれについて、混色の有無及び色斑の有無を光学顕微鏡及び顕微分光光度計を
使用して観察した。混色の有無は、隣接画素部へのインクの染み出しが有るか否かで評価
した。また、色斑の有無は、まったく認められないものを「良好（◎）」、僅かに認めら
れるものの、許容レベルであるものを「可（○）」そして顕著に認められるものを「不可
（×）」とした。なお、混色が認められたものについては、色斑の評価を省略することに
した。
下記の第１表に示すように、混色は認められず、色斑は「可」であった。
実施例２
前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、ガラス基板に代えてクロム（Ｃｒ
）ブラックマトリックス付きのガラス基板（ＣｒＢＭ）を使用し、その上にさらに、下記
の手順に従ってセパレーションリブを作製した。
【００７５】
専用のＬＩＴＩ機（レーザー光熱転写機、レーザー光の波長＝１０６４nm）を使用して、
ブラックマトリックス付きのガラス基板の上に、そのブラックマトリックスに重ねてセパ
レーションリブを作製した。前記実施例１で作製したドナーシートをガラス基板のブラッ
クマトリックス側に重ね合わせ、ドナーシートの側から、レーザー光をブラックマトリッ
クスと同じパターンでストライプ状に照射した。出力１１Ｗ、スキャン速度１５ｍ／ｓ、
そして照射幅２０μｍであった。その後、転写部分の硬化及び密着のため、２３０℃のオ
ーブン中で１時間にわたってベークした。ガラス基板のブラックマトリックス上に、幅２
０μｍ及び厚さに２．０μｍのセパレーションリブが形成された。
【００７６】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス＋セパレーションリブ）付きのガラス基
板を使用して前記実施例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように
、インクとパターンとの接触角は６５°、パターンの臨界表面張力は３３dyne／cm、混色
はなし、そして色斑は「可」であった。
比較例１
前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、比較のため、水系インクに代えて
溶剤系のカラーインク（赤、緑及び青；表面張力３０dyne／cm）を使用した。
【００７７】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は７°、パターンの臨界表面張力は３３dyne／cm、そして混色があった。
比較例２
前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、比較のため、転写層のフッ素系樹
脂（３Ｍ社製、商品名「ＦＣ５５／３５／１０」）の添加量を０．０５重量％から０．５
１重量％に変更した。
【００７８】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は８８°、パターンの臨界表面張力は２７dyne／cm、混色はなかったが画素が上に
凸となり、色斑は「不可」であった。
比較例３
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前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、比較のため、前記比較例１と同様
に溶剤系のカラーインクを使用しかつ前記比較例２と同様にフッ素系樹脂の添加量を０．
５１重量％に変更した。
【００７９】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は３０°、パターンの臨界表面張力は２７dyne／cm、そして混色があった。
実施例３
前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、前記比較例１と同様に溶剤系のカ
ラーインクを使用しかつフッ素系樹脂の添加量を０．０５重量％から７．６２重量％に変
更した。
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は４５°、パターンの臨界表面張力は２０dyne／cm、混色はなし、そして色斑は「
良好」であった。
実施例４
前記実施例２に記載の手法を繰り返したが、本例では、前記実施例３と同様に溶剤系のカ
ラーインクを使用しかつフッ素系樹脂の添加量を０．０５重量％から７．６２重量％に変
更した。
【００８０】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス＋セパレーションリブ）付きのガラス基
板を使用して前記実施例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように
、インクとパターンの接触角は４５°、パターンの臨界表面張力は２０dyne／cm、混色は
なし、そして色斑は「良好」であった。
実施例５
前記実施例３に記載の手法を繰り返したが、本例では、ベーク後の転写層の厚さ（すなわ
ち、パターン高さ）を２μｍから１．６μｍに変更した。
【００８１】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は４５°、パターンの臨界表面張力は２０dyne／cm、混色はなし、そして色斑は「
良好」であった。
比較例４
前記実施例３に記載の手法を繰り返したが、本例では、比較のため、ベーク後の転写層の
厚さ（すなわち、パターン高さ）を２μｍから０．９μｍに変更した。
【００８２】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は４５°、パターンの臨界表面張力は２０dyne／cm、そして混色があった。
実施例６
前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、前記比較例１と同様に溶剤系のカ
ラーインクを使用しかつフッ素系樹脂の添加量を０．０５重量％から１０．１６重量％に
変更した。
【００８３】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は５０°、パターンの臨界表面張力は１８dyne／cm、混色はなし、そして色斑は「
良好」であった。
比較例５
前記実施例１に記載の手法を繰り返したが、本例では、比較のため、前記比較例１と同様
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に溶剤系のカラーインクを使用しかつフッ素系樹脂の添加量を０．０５重量％から５５．
００重量％に変更した。
【００８４】
得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付きのガラス基板を使用して前記実施
例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表に示すように、インクとパターンの
接触角は６０°、パターンの臨界表面張力は１５dyne／cm、混色はなかったが画素が上に
凸となり、色斑は「不可」であった。
実施例７
前記実施例３に記載の手法を繰り返したが、本例では、ガラス基板に代えて前記実施例２
と同様にＢＭ材料基板を使用した。得られた仕切りパターン（ブラックマトリックス）付
きのガラス基板を使用して前記実施例１と同様な評価試験を行ったところ、下記の第１表
に示すように、インクとパターンの接触角は４５°、そしてパターンの臨界表面張力は２
０dyne／cmであった。
【００８５】
【表１】
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【００８６】
上記した第１表に記載の結果から理解されるように、本発明に従うと、インクジェット記
録法でカラーフィルタを作製するのに好適なブラックマトリックスやセパレーションリブ
を簡単な手法で作製することができる。また、転写層の画像成分中に含ませるフッ素系樹
脂の量をコントロールすることを通じて、好適な撥インク性を得ることができる。さらに
、得られるカラーフィルターにおいては、画素領域における混色や色斑の発生を効果的に
防止することができる。
【００８７】
【発明の効果】
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以上に説明したように、本発明によれば、カラーフィルタのセパレーションリブや液晶表
示装置のブラックマトリックス、有機ＥＬ素子の隔壁などの隔離部材を短縮された製造工
程で容易にかつ正確に製造することができ、しかもその隔離部材に対して優れた撥インク
性を付与することができるドナーシートを提供することができる。また、このドナーシー
トを使用することを通じて、カラーフィルタ、液晶表示装置、有機ＥＬ素子やその他の光
学要素を簡単な手法で低コストで作製することができるという効果がある。特に、このよ
うな光学要素に対して隔離部材を配設する際に、従来のようにフォトリソグラフィ法のよ
うな煩雑な方法を使用しないで、基板に対して直接的に書き込んで付設できるということ
は、注目に値するものである。また、このようにして得られる光学要素の、仕切りパター
ン、セパレーションリブ、ブラックマトリックス、隔壁等の隔離部材は、撥インク性（撥
水・撥油性）に特に優れているので、インクジェット記録法に従って画素を形成するのに
好適である。さらに、本発明では、ドナーシートの転写層中に含まれる含フッ素化合物及
び（又は）シリコーン化合物の含有量を最適化しているので、受像要素に対して転写され
る画像成分（隔離部材）の密着性を維持しつつ、その隔離部材の撥水・撥油性を制御でき
るという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるドナーシートの典型的な構成を示した模式断面図である。
【図２】図１のドナーシートにおける画像パターンの受像要素への転写のメカニズムを順
を追って示した断面図である。
【図３】図１のドナーシートを使用して形成された本発明のカラーフィルタのセパレーシ
ョンリブの一例を示した断面図である。
【図４】図１のドナーシートを使用して形成された本発明の液晶表示装置のブラックマト
リックスの一例を示した断面図である。
【図５】本発明に従い図３のセパレーションリブを作製する１つの方法を順を追って示し
た断面図である。
【図６】本発明に従い図３のセパレーションリブを作製するもう１つの方法を順を追って
示した断面図である。
【図７】本発明に従い図４のブラックマトリックスを作製する１つの方法を順を追って示
した断面図である。
【図８】本発明のドナーシートを使用して有機ＥＬ素子を作製する方法の前半を順を追っ
て示した断面図である。
【図９】本発明のドナーシートを使用して有機ＥＬ素子を作製する方法の後半を順を追っ
て示した断面図である。
【符号の説明】
１…基材
２…光熱変換層
３…中間層
４…転写層
５…ブラックマトリックス形成材料の薄膜
６…インクジェットインク
７…セパレーションリブ
８…画素領域
１０…ドナーシート
１１…基板
１４…画像成分
１５…ブラックマトリックス
Ｌ…レーザー光
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